
JP 2008-226464 A 2008.9.25

(57)【要約】
【課題】有機ＥＬパネルの寿命の向上とリーク電流の低
減との両方を実現することができる有機ＥＬパネルを、
容易に、かつ良好な形で製造する方法を提供する。
【解決手段】基板上に、陽極と、金属酸化物を含有する
正孔輸送層と、発光層と、陰極とをこの順に有する有機
エレクトロルミネッセンス素子を備える有機エレクトロ
ルミネッセンスパネルの製造方法であって、（１）上記
製造方法は、金属酸化物層を成膜する工程と、該金属酸
化物層上に正孔輸送材料溶液を塗布して金属酸化物層の
少なくとも一部を溶解し、金属酸化物を含有する正孔輸
送層を形成する工程とを含む、又は、（２）上記製造方
法は、金属酸化物を含有する正孔輸送材料溶液を塗布し
て正孔輸送層を成膜する有機エレクトロルミネッセンス
パネルの製造方法である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板上に、陽極と、金属酸化物を含有する正孔輸送層と、発光層と、陰極とをこの順に有
する有機エレクトロルミネッセンス素子を備える有機エレクトロルミネッセンスパネルの
製造方法であって、
該製造方法は、金属酸化物層を成膜する工程と、該金属酸化物層上に正孔輸送材料溶液を
塗布して金属酸化物層の少なくとも一部を溶解し、金属酸化物を含有する正孔輸送層を形
成する工程とを含む
ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項２】
前記有機エレクトロルミネッセンス素子は、陽極と正孔輸送層との間に金属酸化物層を有
することを特徴とする請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項３】
前記製造方法は、金属酸化物を含有する正孔輸送層中の金属酸化物の濃度が０．０１～１
ｇ／ｍｌであることを特徴とする請求項１記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの
製造方法。
【請求項４】
基板上に、陽極と、金属酸化物を含有する正孔輸送層と、発光層と、陰極とをこの順に有
する有機エレクトロルミネッセンス素子を備える有機エレクトロルミネッセンスパネルの
製造方法であって、
該製造方法は、金属酸化物を含有する正孔輸送材料溶液を塗布して正孔輸送層を成膜する
ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項５】
前記製造方法は、金属酸化物層を調製用基板上に成膜する工程と、該金属酸化物層上に溶
媒を塗布して金属酸化物溶液を作製する工程と、該金属酸化物溶液と正孔輸送材料溶液と
を混合して、金属酸化物を含有する正孔輸送材料溶液を作製する工程と、該金属酸化物を
含有する正孔輸送材料溶液を塗布して正孔輸送層を成膜する工程とを含む
ことを特徴とする請求項４記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項６】
前記製造方法は、金属酸化物を含有する正孔輸送材料溶液中の金属酸化物の濃度が０．０
１～１ｇ／ｍｌであることを特徴とする請求項４記載の有機エレクトロルミネッセンスパ
ネルの製造方法。
【請求項７】
前記製造方法は、蒸着により金属酸化物層を成膜することを特徴とする請求項１又は５記
載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項８】
前記蒸着は、真空度が５×１０－４～５×１０－３Ｐａ、かつ成膜速度が０．１～０．５
ｎｍ／ｓで行われることを特徴とする請求項７記載の有機エレクトロルミネッセンスパネ
ルの製造方法。
【請求項９】
前記製造方法は、成膜された正孔輸送層の発光層側の表面に１～１０ｎｍの凹凸が形成さ
れるものであることを特徴とする請求項１又は４記載の有機エレクトロルミネッセンスパ
ネルの製造方法。
【請求項１０】
前記製造方法は、成膜された金属酸化物層中の酸素原子が欠損される、又は、酸素原子が
過剰に含有されるものであることを特徴とする請求項１又は５記載の有機エレクトロルミ
ネッセンスパネルの製造方法。
【請求項１１】
前記製造方法は、成膜された金属酸化物層が非晶質となるものであることを特徴とする請
求項１又は５記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。



(3) JP 2008-226464 A 2008.9.25

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ；electroluminescence）パネルの製造
方法に関する。より詳しくは、正孔輸送層に金属酸化物を含有する有機ＥＬパネルの製造
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
有機ＥＬ素子は、一般的に、陽極及び陰極からなる一対の電極と、その一対の電極に挟持
された発光層とで構成される自発光性の全固体素子であり、視認性が高く衝撃にも強いた
め、広く応用が期待されている。
【０００３】
有機ＥＬ素子に用いられる発光材料としては、低分子材料や高分子材料等が挙げられる。
現在、有機ＥＬ素子の実用化では、低分子材料を用いたデバイスが先行している。高分子
材料は寿命や発光効率の点で低分子材料に及ばない点もあるが、印刷法を用いたプロセス
の適用による低コスト化や大面積化等、将来的に低分子材料に勝る可能性を持っている。
【０００４】
高分子材料を用いた一般的な有機ＥＬ素子は、例えば、ガラス基板上に、酸化インジウム
錫（ＩＴＯ；Indium Tin Oxide）からなる透明な陽極、高分子材料からなる発光層、及び
、Ｃａ／Ａｌ等からなる陰極が順次積層された構造を有している。
【０００５】
しかしながらこのような従来の有機ＥＬ素子は、輝度や発光効率が充分に高いものの、寿
命は実際の商品への応用化を考えると充分とはいえず、応用範囲が限られたものであった
。そこで寿命特性を向上させるために、従来からさまざまな対策が検討されている。
【０００６】
例えば、図６に示すように、高分子有機ＥＬ素子において発光層への正孔輸送効率を向上
する観点から陽極と発光層との間に、正孔輸送材料を含む正孔輸送層を設け、下から順に
基板１／陽極２／正孔輸送層５ａ／発光層４／陰極３の構成とすることが提案されている
（従来例１）。正孔輸送材料としては、一般的には、３，４－ポリエチレンジオキシチオ
フェンとポリスチレンスルフォン酸との混合物（以下、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳともいう。）
等が用いられている。このような構造の有機ＥＬ素子は、輝度が１００００ｃｄ／ｍ２以
上、発光効率が数ｌｍ／Ｗ～十数ｌｍ／Ｗ、寿命が数千～数万時間といった特性を達成す
ることができると報告されている。しかし、これらの正孔輸送材料を用いたとしても実用
化を考えた場合、素子寿命は不十分であった。
【０００７】
そこで、素子寿命を向上させる他の手段として、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳの代わりに金属酸化
物層を設け、図７に示すように、下から順に基板１／陽極２／金属酸化物層６／発光層４
／陰極３の構成とする素子が提案されている（従来例２）（例えば、特許文献１参照。）
。特許文献１によると、ポリフルオレン系化合物のバッファ層上にポリフルオレン系化合
物を発光層として用いたとき、素子寿命を従来に比べて２倍以上にすることが可能になっ
たとある。
【０００８】
そこで本発明者らが、特許文献１に基づいて本素子を実際に作製したところ、高電圧側で
の電圧電流（Ｉ－Ｖ）特性の向上と、特定の材料での長寿命化とが確認されたが、他の特
定の材料では逆に寿命が短くなってしまった。また、作製した素子すべてにおいて材料を
問わずリーク電流の増大が確認された。更に、電流効率の低下を引き起こす等といった新
たな課題も見出された。
【０００９】
ここで改めてＰＥＤＯＴ－ＰＳＳや金属酸化物を用いた場合のそれぞれの課題について整
理すると、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳを用いた場合はリーク電流の低減や電流効率において優れ
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ているものの、実用化における寿命が達成されていない。これに対して金属酸化物を用い
た場合は特定の色での長寿命化が実現されたが、リーク電流の増大や電流効率の低下等に
改善の余地がある。
【００１０】
一方、金属酸化物をＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ等の塗布タイプの正孔輸送材料にドーピングする
ことによって、素子寿命を向上させる方法が開示されている(例えば、特許文献２参照。)
。しかしながら、正孔輸送材料に不溶又は難溶な金属酸化物を塗布タイプの正孔輸送材料
へドーピングすることは、市販の金属酸化物を購入してそれをそのまま正孔輸送材料に溶
かし込む方法では実現できない。
【００１１】
低分子材料であれば共蒸着等によって正孔輸送材料に金属酸化物をドーピングすることは
可能であると考えられるが、例えば、高分子材料で用いられるウェットプロセスにおいて
、正孔輸送材料に不溶又は難溶な金属酸化物を塗布タイプの正孔輸送材料にドーピングす
ることは困難である。
【００１２】
今後、有機ＥＬパネルの大面積化を考えたとき、ウェットプロセスで成膜されるというケ
ースが想定される。このとき、ウェットプロセス中にドライプロセスを導入するというこ
とはコスト等の面を考慮すると、あまり好ましい方法とはいえない。
【特許文献１】特開２００５－２０３３３９号公報
【特許文献２】特開２００５－２５１６３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、有機ＥＬパネルの寿命の向上とリーク
電流の低減との両方を実現することができる有機ＥＬパネルを、容易に、かつ良好な形で
製造する方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者らは、有機ＥＬパネルの寿命を大幅に向上させ、かつリーク電流の低減を図る方
法について種々検討したところ、金属酸化物を含有する正孔輸送層材料溶液を用いて正孔
輸送層を作製することで、寿命の向上とリーク電流の低減との両方を実現することができ
る有機ＥＬパネルが得られることに着目した。そして、そのような有機ＥＬパネルを得る
ためには、正孔輸送材料に対して金属酸化物を溶解させること、特に、有機ＥＬパネルの
大面積化に好適なウェットプロセス条件で行うことは、従来の方法では困難であることを
見いだすとともに、（１）ある一定の条件下で基板上に成膜した金属酸化物層を正孔輸送
材料溶液に直接溶解させるか、又は、（２）ある一定の条件を有する他の工程で金属酸化
物を含有する正孔輸送材料溶液を調製することによって、通常では正孔輸送材料溶液に不
溶又は難溶な金属酸化物を正孔輸送材料に溶解させることができ、かつ、そのようにして
作製された有機ＥＬパネルは、寿命特性、リーク電流及び電流効率が改善されることを見
いだした。
【００１５】
これまでに金属酸化物を正孔輸送材料にドーピングするという方法は一般的に知られてい
る。ドーピングとは、通常、半導体の性質を変える目的で、結晶に少量の不純物を添加す
ることをいう。不純物の添加により電子や正孔（キャリア）の濃度を調整する他、禁制帯
幅等のバンド構造や物理的特性等を様々に制御するのに用いられる。これに対して、本発
明では、このようなドーピング方法による特性改善ではなく、従来不可能であった複数の
材料の溶解液又は分散液を作製することで、個々の特性において長所のみを引き出すこと
ができる。すなわち、本発明の有機ＥＬパネルの製造方法によれば、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ
の注入特性及びバッファ特性と、金属酸化物が持つ寿命特性の向上といったそれぞれの長
所を併せ持った有機ＥＬパネルが得られることになる。また、異なる２種類の正孔輸送材
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料をドーピングすることによって新たな効果を発現したのではないため、個々の材料の短
所を発現しにくくし、かつ長所のみを発現することができる構成となっている。こうして
、本発明者らは、上記課題をみごとに解決することができることに想到し、本発明に到達
したものである。
【００１６】
すなわち、本発明は、基板上に、陽極と、金属酸化物を含有する正孔輸送層と、発光層と
、陰極とをこの順に有する有機エレクトロルミネッセンス素子を備える有機エレクトロル
ミネッセンスパネルの製造方法であって、上記製造方法は、金属酸化物層を成膜する工程
と、該金属酸化物層上に正孔輸送材料溶液を塗布して金属酸化物層の少なくとも一部を溶
解し、金属酸化物を含有する正孔輸送層を形成する工程とを含む有機エレクトロルミネッ
センスパネルの製造方法（以下、第一の有機ＥＬパネルの製造方法ともいう。）である。
【００１７】
また、本発明は、基板上に、陽極と、金属酸化物を含有する正孔輸送層と、発光層と、陰
極とをこの順に有する有機エレクトロルミネッセンス素子を備える有機エレクトロルミネ
ッセンスパネルの製造方法であって、上記製造方法は、金属酸化物を含有する正孔輸送材
料溶液を塗布して正孔輸送層を成膜する有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法
（以下、第二の有機ＥＬパネルの製造方法ともいう。）でもある。
【００１８】
本発明の有機ＥＬパネルの製造方法のうち、まず、第一の有機ＥＬパネルの製造方法につ
いて以下に詳述する。
【００１９】
本発明の第一の有機ＥＬパネルの製造方法は、基板上に、陽極と、金属酸化物を含有する
正孔輸送層と、発光層と、陰極とをこの順に有する有機ＥＬ素子を備える有機ＥＬパネル
の製造方法である。本発明によって製造される有機ＥＬパネルが備える有機ＥＬ素子は、
少なくとも陽極、正孔輸送層、発光層及び陰極を有する。陽極及び陰極間に一定の電圧を
印加すると、陽極から正孔が発光層に向かって移動するとともに、陰極から電子が発光層
に向かって移動する。そして、発光層中の分子のエネルギー状態は基底状態から励起状態
に押し上げられ、陽極と陰極との間に設けられた発光層から光が発生し、この光が有機Ｅ
Ｌ表示に用いられる。正孔輸送層は、このように陽極から正孔が移動することを円滑にす
るための層である。本発明によって製造される有機ＥＬパネルの正孔輸送層は、金属酸化
物を含有している。正孔輸送層に金属酸化物を含有させることで、有機ＥＬ素子の寿命の
向上、リーク電流の低下、及び、電流効率の向上が可能となる。また、リーク電流の低下
、及び／又は、電流効率の向上により低電圧での駆動が可能となる。本製法により作製さ
れる有機ＥＬ素子の構成としては、このような構成要素を必須として形成されるものであ
る限り、その他の構成要素を含んでいても含んでいなくてもよく、例えば、更に、陽極と
正孔輸送層との間に正孔注入層、発光層と陰極との間に電子輸送層及び／又は電子注入層
等を有していてもよい。そして、このような有機ＥＬ素子に、例えば、透明なガラスやプ
ラスチック等の封止基板が設けられ、有機ＥＬパネルは作製される。
【００２０】
上記製造方法は、金属酸化物層を成膜する工程と、該金属酸化物層上に正孔輸送材料溶液
を塗布して金属酸化物層の少なくとも一部を溶解し、金属酸化物を含有する正孔輸送層を
形成する工程とを含む。このように、一度金属酸化物層を成膜し、そこに直接正孔輸送材
料溶液を塗布することで、金属酸化物を含有する正孔輸送層を良好に形成することができ
る。特に本方法によれば、発光層に高分子材料を用いる場合であっても容易に正孔輸送材
料に金属酸化物を溶解させることが可能となる。本発明によって溶解される金属酸化物層
は、すべてが溶解されても一部が残っていてもよく、いずれの場合であっても一定量の寿
命特性の向上、リーク電流の低減、及び、電流効率の向上が図れる。本明細書において「
溶解」とは、分子レベルで分解、混合等していることをいい、例えば、分散を含む。「正
孔輸送材料溶液」とは、一般的に用いられている少なくとも一種類の正孔輸送材料が、少
なくとも一種類の溶媒に溶解されて形成された溶液をいう。また、正孔輸送材料溶液に含
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有される「金属酸化物」についても、少なくとも一種類存在していれば、溶液中に複数種
類存在していてもよい。本発明において正孔輸送材料は、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ等の水溶液
系のものすべてを適用することができる。なお、本発明は、このような工程を必須とする
限り、他の工程を含むものであってもよく、例えば、他の機能性を有する材料を混合すれ
ば、その材料の特性を加えることができ、したがって、素子の特性に必要な機能性材料を
本方式で混合することで、所望の特性を引き出すことができる。
【００２１】
上記有機エレクトロルミネッセンス素子は、陽極と正孔輸送層との間に金属酸化物層を有
することが好ましい。陽極と正孔輸送層との間に金属酸化物層が形成されることで、より
寿命特性が向上する。なお、上記有機ＥＬ素子において金属酸化物層を設けない場合には
金属酸化物層を設ける場合と比べ、よりリーク電流が低減される。
【００２２】
上記製造方法は、金属酸化物を含有する正孔輸送層中の金属酸化物の濃度が０．０１～１
ｇ／ｍｌであることが好ましい。このような範囲に設定することで、寿命特性、リーク電
流及び電流効率がより改善された有機ＥＬ素子を得ることができる。
【００２３】
次に、本発明の有機ＥＬパネルの製造方法のうち、第二の有機ＥＬパネルの製造方法につ
いて以下に詳述する。
【００２４】
本発明の第二の方法は、基板上に、陽極と、金属酸化物を含有する正孔輸送層と、発光層
と、陰極とをこの順に有する有機ＥＬ素子を備える有機ＥＬパネルの製造方法である。本
発明の第二の有機ＥＬパネルの製造方法によって製造される有機ＥＬパネルもまた、本発
明の第一の有機ＥＬパネルの製造方法によって製造される有機ＥＬパネルと同様の構成を
有するため、上述に示したとおりであり、ここでは説明を省略する。
【００２５】
上記製造方法は、金属酸化物を含有する正孔輸送材料溶液を用いて正孔輸送層を成膜する
。このように、例えば、金属酸化物が溶解している等により金属酸化物を含有する正孔輸
送材料溶液を用いることで、金属酸化物を含有する正孔輸送層を良好に作製することがで
きる。本発明は、金属酸化物を含有する正孔輸送材料溶液を、完成品となる有機ＥＬパネ
ルとは別に調製することで得られる方法である。なお、本発明においても、このような工
程を必須とする限り、他の工程を含むものであってもよく、例えば、他の機能性を有する
材料を混合すれば、その材料の特性を加えることができ、したがって、素子の特性に必要
な機能性材料を本方式で混合することで、所望の特性を引き出すことができる。
【００２６】
上記製造方法は、金属酸化物層を調製用基板上に成膜する工程と、該金属酸化物層上に溶
媒を塗布して金属酸化物溶液を作製する工程と、該金属酸化物溶液と正孔輸送材料溶液と
を混合して、金属酸化物を含有する正孔輸送材料溶液を作製する工程と、該金属酸化物を
含有する正孔輸送材料溶液を塗布して正孔輸送層を成膜する工程とを含むことが好ましい
。このように、まず、金属酸化物を溶媒に溶解させて金属酸化物溶液を調製し、また、正
孔輸送材料を溶媒に溶解させて正孔輸送材料溶液を調製した後、これらを混合させた溶液
を用いることで、金属酸化物を含有する正孔輸送層を容易に、かつ効率的に作製すること
ができる。特に、上述の方法と同様、本方法によっても、発光層に高分子材料を用いる場
合であっても容易に正孔輸送材料に金属酸化物を溶解させることが可能となる。なお、正
孔輸送材料を溶解するためには、溶媒１ｍｌに対し、溶質を０．０１～１ｇ添加すること
が好ましい。
【００２７】
上記製造方法は、金属酸化物を含有する正孔輸送材料溶液中の金属酸化物の濃度が０．０
１～１ｇ／ｍｌであることが好ましい。このような範囲に設定することで、寿命特性、リ
ーク電流及び電流効率がより改善された有機ＥＬ素子を得ることができる。
【００２８】
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以下に、第一の有機ＥＬパネルの製造方法及び第二の有機ＥＬパネルの製造方法の両方に
対して好適な形態について、詳述する。
【００２９】
上記製造方法は、蒸着により金属酸化物を成膜することが好ましい。蒸着法によれば、金
属酸化物層の膜厚を容易に調製することができるので、その後に行う金属酸化物層を正孔
輸送材料に溶解させる工程の調整が容易となる。
【００３０】
上記蒸着は、真空度が５×１０－４～５×１０－３Ｐａ、かつ成膜速度が０．１～０．５
ｎｍ／ｓで行われることが好ましい。蒸着条件をこのように設定することで、以下に示す
ような、成膜後の金属酸化物層中の酸素原子が欠損している、又は、酸素原子が過剰に含
まれている、あるいは、成膜後の金属酸化物層が非晶質の状態を好適に作製することがで
きるので、金属酸化物層に対して容易に正孔輸送材料を溶解させることができる。
【００３１】
上記製造方法は、成膜された正孔輸送層の発光層側の表面に１～１０ｎｍの凹凸が形成さ
れるものであることが好ましい。このようにして製造された有機ＥＬパネルは、正孔輸送
層の発光層側の表面にナノオーダー単位の凹凸が形成されているため、例えば特許文献２
に示されているような、共蒸着法等によって平坦に形成された膜よりも電荷の注入効率性
が向上する。凹凸の形状は特に限定されないが、例えば、ドーム型が挙げられる。
【００３２】
上記製造方法は、成膜された金属酸化物層中の酸素原子が欠損される、又は、酸素原子が
過剰に含有されるものであることが好ましい。金属酸化物層をこのような状態で成膜する
ことで、金属酸化物層に対して容易に正孔輸送材料を溶解させることができる。これは、
極性のある溶液に酸素原子が欠損された、又は、酸素原子を過剰に含有した金属酸化物を
混入させると、その金属酸化物はイオン化し、イオン性の溶液に溶解するためである。
【００３３】
上記製造方法は、成膜された金属酸化物層が非晶質となるものであることが好ましい。金
属酸化物層をこのような状態で成膜することで、金属酸化物層に対して容易に正孔輸送材
料を溶解させることができる。これは、非晶質の形が金属酸化物の分子結合が弱い結合状
態となっているときに形成されるものであり、溶液に非晶質の物質を混入させるとその構
造は脆くなり、溶液中に分散するためである。なお、本明細書において「非晶質」は、ア
モルファス状ということもでき、例えば、球状や針状といったような一定の形態を持たな
い状態をいう。
【発明の効果】
【００３４】
本発明の有機ＥＬパネルの製造方法によれば、有機ＥＬパネルの寿命の向上、リーク電流
の低減、及び、電流効率の向上を実現する有機ＥＬパネルを容易に、かつ効率的に得るこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
以下に実施例を掲げ、本発明について図面を参照して更に詳細に説明するが、本発明はこ
れらの実施例のみに限定されるものではない。
【００３６】
（実施例１）
実施例１は、本発明の第一の有機ＥＬパネルの製造方法に関する。図１は本実施例によっ
て作製される有機ＥＬパネルの構造を示す断面模式図である。図１に示すように、本実施
例によって作製される有機ＥＬパネルは、基板１上に、陽極２と、金属酸化物層６と、金
属酸化物を含有する正孔輸送層５ｂと、発光層４と、陰極３とをこの順に有する有機ＥＬ
素子を備える構造となっている。まず、実施例１で作製される有機ＥＬパネルの各々の構
造について詳述する。
【００３７】
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＜基板＞
本実施例に用いられる基板１としては、例えば、ガラスや石英等の無機材料、ポリエチレ
ンテレフタレート等のプラスチック、アルミナ等のセラミックスからなる絶縁性の基板等
を用いることができる。また、表面が二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）や有機絶縁材料等からな
る絶縁膜によりコートされた金属基板（アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）等）、陽極酸
化法等により表面が絶縁化された金属基板（アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ）等）によ
っても構成することができる。また、基板１上には、通常、有機ＥＬ表示の駆動制御を行
うための各種配線、及び、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等のスイッチング素子が形成され
る。
【００３８】
＜陽極＞
本実施例で作製される陽極２としては、仕事関数が高い材料により形成されていることが
好ましい。仕事関数が高い材料としては、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、ニッケル（Ｎｉ）
等が挙げられる。陽極２側から発光層４の発光を取り出す場合は、陽極２を透明なものと
することが好ましい。具体的には、陽極２をインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、Ｉｎ２Ｏ

３－ＺｎＯ系アモルファス透明導電膜（ＩＤＩＸＯ（登録商標））、二酸化スズ（ＳｎＯ

２）等の透明導電性酸化物により形成することが好ましい。このような陽極２は、蒸着法
、ＥＢ（電子ビーム蒸着）法、ＭＢＥ（分子線エピタキシー）法、スパッタ法、スピンコ
ート法、印刷法、インクジェット法等を用いて形成することができる。
【００３９】
＜金属酸化物層＞
本実施例で作製される金属酸化物層６としては、正孔輸送材料に不溶又は難溶なものであ
っても適用することができ、例えば、酸化アンチモン(Ｖ)、酸化イッテルビウム(ＩＩＩ)
、酸化イットリウム(ＩＩＩ)、酸化インジウム(ＩＩＩ)、酸化ウラン(ＩＶ)、酸化エルビ
ウム(ＩＩＩ)、酸化オスミウム(ＩＶ)、酸化カドミウム(Ｉ)、酸化ガドリニウム、酸化金
(Ｉ)、酸化金(ＩＩＩ)、酸化銀(Ｉ)、酸化クロム(ＩＩ)、酸化クロム(ＩＩＩ)、酸化コバ
ルト(ＩＩ)、酸化コバルト(ＩＩＩ)、酸化サマリウム(ＩＩＩ)、酸化ジスプロシウム(Ｉ
ＩＩ)、酸化ジルコニウム(ＩＶ)、酸化水銀(Ｉ)、酸化スズ(ＩＩ)、酸化スズ(ＩＶ)、酸
化セリウム(ＩＩＩ)、酸化セリウム(ＩＶ)、酸化タリウム(ＩＩＩ)、酸化タングステン(
ＩＶ)、酸化タングステン(ＶＩ)、酸化タンタル(Ｖ)、酸化チタン(ＩＩ)、酸化チタン(Ｉ
ＩＩ)、酸化チタン(ＩＶ)、酸化鉄(ＩＩＩ)、四酸化三鉄、酸化テルビウム(ＩＩＩ)、酸
化銅(Ｉ)、酸化銅(ＩＩ)、酸化トリウム(ＩＶ)、酸化鉛(ＩＩ)、酸化鉛(ＩＶ)、四酸化三
鉛、酸化ニオブ(ＩＩ)、酸化ニオブ(Ｖ)、酸化ニッケル(ＩＩ)、酸化ネオジム(ＩＩＩ)、
酸化ネプツニウム(ＩＶ)、酸化ネプツニウム(Ｖ)、八酸化ネプツニウム、酸化白金(ＩＶ)
、酸化バナジウム(ＩＶ)、酸化バナジウム(Ｖ)、酸化パラジウム(ＩＩ)、酸化パラジウム
(ＩＶ)、酸化ビスマス(ＩＩＩ)、酸化ビスマス(Ｖ)、酸化プラセオジウム(ＩＩＩ)、酸化
プルトニウム(ＩＶ)、酸化ベリリウム(Ｉ)、酸化正孔ミウム(ＩＩＩ)、酸化マンガン(Ｉ
Ｉ)、酸化マンガン(ＩＩＩ)、酸化マンガン(ＩＶ)、酸化マンガン(ＶＩＩ)、四酸化三マ
ンガン、八酸化五マンガン、酸化モリブデン(ＩＩ)、酸化モリブデン(ＩＶ)、酸化モリブ
デン(Ｖ)、酸化モリブデン(ＶＩ)、酸化ランタン等が挙げられる。
【００４０】
＜正孔輸送層＞
本実施例で作製される正孔輸送層５ｂは、正孔輸送材料と金属酸化物とで構成されている
。正孔輸送材料としては、例えば、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳやカルバゾール－アドメチン－デ
ンドリマー等の水溶液系のものすべてを適用することができる。金属酸化物としては、上
述の金属酸化物層６で挙げた金属酸化物を適用することができる。
【００４１】
＜発光層＞
発光層４としては、高分子有機発光材料又はその前駆体を含むものを用いることができる
。具体的に高分子有機発光材料としては、例えば、ポリ（２－デシルオキシ－１，４－フ
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ェニレン）ＤＯ－ＰＰＰ、ポリ［２，５－ビス－［２－（Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリエチルアンモ
ニウム）エトキシ］－１，４－フェニル－アルト－１，４－フェニレン］ジブロマイド（
ＰＰＰ－ＮＥｔ３＋）、ポリ［２－（２´－エチルヘキシルオキシ）－５－メトキシ－１
，４－フェニレンビニレン］（ＭＥＨ－ＰＰＶ）、ポリ［５－メトキシ－（２－プロパノ
キシサルフォニド）－１，４－フェニレンビニレン］（ＭＰＳ－ＰＰＶ）、ポリ［２，５
－ビス－（ヘキシルオキシ）－１，４－フェニレン－（１－シアノビニレン）］（ＣＮ－
ＰＰＶ）、ポリ（９，９－ジオクチルフルオレン）（ＰＤＡＦ）、ポリスピロ（ＰＳ）等
が挙げられる。
【００４２】
本実施例で作製される発光層４は、その層厚が５Å～１μｍであることが好ましい。より
好ましくは１０～２００ｎｍである。発光層４の層厚が１０ｎｍ未満であるとピン正孔の
発生確率が高くなる傾向にある。一方、発光層４の層厚が２００ｎｍより大きいと駆動電
圧が高くなる傾向にある。
【００４３】
＜陰極＞
本実施例に用いられる陰極３としては、例えば、仕事関数が低い材料により形成された低
仕事関数層と、比較的に化学的耐久性の強い金属層との積層（例えば、Ｃａ／Ａｌ、Ｃｅ
／Ａｌ、Ｃｓ／Ａｌ、Ｂａ／Ａｌ等）により構成することができる。また、仕事関数が低
い材料を含む合金（例えば、Ｃａ：Ａｌ合金、Ｍｇ：Ａｇ合金、Ｌｉ：Ａｌ合金等）、ア
ルカリ金属フッ化物からなる層と導電層との積層（例えば、ＬｉＦ／Ａｌ、ＬｉＦ／Ｃａ
／Ａｌ、ＢａＦ２／Ｂａ／Ａｌ等）、仕事関数が低い材料がドープされた透明導電性酸化
物（例えば、ＩＴＯ：Ｃｓ、ＩＤＩＸＯ：Ｃｓ、ＳｎＯ２：Ｃｓ等）、透明導電性酸化物
からなる層と仕事関数が低い材料からなる層との積層（例えば、Ｂａ／ＩＴＯ、Ｃａ／Ｉ
ＤＩＸＯ、Ｂａ／ＳｎＯ２等）等により構成してもよい。このような陰極３は、蒸着法、
ＥＢ法、ＭＢＥ法、スパッタ法、スピンコート法、印刷法、インクジェット法等を用いて
形成することができる。
【００４４】
＜封止膜、封止基板＞
有機ＥＬパネルの耐久性を向上させるために、陽極２、発光層４及び陰極３等を封止する
ための封止基板や封止膜を有機ＥＬ素子の両側から更に設けてもよい。このような封止膜
や封止基板の材質としては、例えば、ガラスや石英等の無機材料を用いることができる。
【００４５】
なお、本実施例で製造される有機ＥＬパネルは、この構成に限定されるものではなく、例
えば、金属酸化物層６と陽極２との間に正孔注入層を更に設けてもよい。また、発光層４
と陰極３との間に電子輸送層及び／又は電子注入層を更に設けてもよい。正孔注入層の材
料としては、例えば、銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）等を用いることができ、電子輸送層
及び／又は電子注入層の材料としては、例えば、ガリウム錯体等を用いることができる。
また、本実施例で作製される有機ＥＬパネルとしては、パッシブマトリクス駆動方式のも
のであっても、アクティブマトリクス駆動方式のものであってもよい。
【００４６】
以上説明したような実施例によって作製される有機ＥＬパネルはリーク電流が抑制されて
おり、長寿命なものである。したがって、このような有機ＥＬパネルを備えた有機ＥＬ表
示装置もリーク電流が抑制されており、長寿命なものである。また、このような有機ＥＬ
パネルを備えた有機ＥＬ照明装置もリーク電流が抑制されており、長寿命なものである。
【００４７】
以下に、本実施例の有機ＥＬパネルの製造方法について詳述する。
【００４８】
まず、２５ｍｍ四方のガラス基板上に膜厚１５ｎｍのＩＴＯからなる幅２ｍｍのストライ
プ状の陽極が形成された基板１（旭硝子社製）を用意した。基板１上に２×１０－３Ｐａ
の圧力条件下、０．１ｎｍ／ｓｅｃの蒸着速度で三酸化モリブデン（ＭｏＯ３）を蒸着さ
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せ、層厚５０ｎｍのＭｏＯ３層を形成した。なお、本実施例のように金属酸化物層として
ＭｏＯ３を用いる場合は膜厚を５０ｎｍとすることが好ましいが、その他の金属酸化物材
料を使用する場合、適正な膜厚はそれぞれ異なるため、金属酸化物層の膜厚は５０ｎｍに
特に限定されない。この工程によって成膜された金属酸化物層中には、酸素原子が欠損、
又は、過剰に含まれた状態となっており、かつ金属酸化物層は、外見上は非晶質の状態で
あった。
【００４９】
ＭｏＯ３層を５０ｎｍ成膜後、ＵＶオゾン処理や加熱処理を行わずにＭｏＯ３層上にＰＥ
ＤＯＴ－ＰＳＳをスピンコート法によって塗布した。ここで、ＭｏＯ３層の膜厚が５０ｎ
ｍ以上であれば、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳによってＭｏＯ３層はすべては解けない。こうして
ＭｏＯ３層６の上に、ＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂが形成されることに
なる。ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳの塗布条件は、回転速度を３０００ｒｐｍ、回転時間を３０秒
とした。乾燥条件は、焼成温度を２００℃、焼成時間を３０分、雰囲気を窒素雰囲気とし
た。また、このとき溶液中の金属酸化物（ＭｏＯ３）の濃度はおよそ０．１ｇ／ｍｌであ
った。なお、成膜後のＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂの表面には、１～１
０ｎｍのドーム型の微細な凹凸が形成されていた。この凹凸は、例えば、原子間力顕微鏡
（ＡＦＭ；Atomic　Force　Microscope）によって確認することができる。
【００５０】
次に、ＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂ上に、上述したような有機ＥＬ発光
材料を３０００ｒｐｍで３０秒間スピンコートし、その後、２００℃で３０分間乾燥焼成
させることにより発光層４を作製した。
【００５１】
次に、発光層４の上に、２×１０－５Ｐａの圧力条件下、０．１ｎｍ／ｓｅｃの蒸着速度
でＢａを蒸着させ、層厚５ｎｍのＢａ膜を形成した。その上に１０－５Ｐａの圧力条件下
、０．５ｎｍ／ｓｅｃの蒸着速度でＡｌを蒸着させ、層厚１００ｎｍのＡｌ膜を形成する
ことにより、Ｂａ膜及びＡｌ膜の積層からなる陰極を形成した。
【００５２】
最後に、窒素雰囲気中にて、２０ｍｍ四方の封止用硝子基板をＵＶ硬化樹脂により接着し
て有機ＥＬパネルを完成させた。このようにして作製された有機ＥＬパネルは、図１に示
すような、基板１側からＩＴＯ２／ＭｏＯ３層６／ＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混
合層５ｂ／発光層４／陰極３の順に積層された有機ＥＬ素子を備える構造となった。
【００５３】
本実施例で作製した有機ＥＬ素子（３）（図１）と、正孔輸送層として金属酸化物を含有
しないＰＥＤＯＴ－ＰＳＳを用いた有機ＥＬ素子（１）（従来例１；図６）と、正孔輸送
層の代わりに金属酸化物層を形成した有機ＥＬ素子（２）（従来例２；図７）とで、素子
寿命、リーク電流及び製造効率のそれぞれの特性について比較した結果、下記表１のとお
りとなった。なお、表中の数値は、正孔輸送層として有機ＥＬ素子（１）を１００％とし
たときのそれぞれの特性値を示す。また、それぞれの特性値は、素子寿命は発光時間（ｈ
）、リーク電流はその電流量（Ａ）、電流効率は輝度と印加電圧との比の計測結果で比較
している。
【００５４】
【表１】

【００５５】
本実施例により、リーク電流が有機ＥＬ素子（２）（従来例２）よりも低減された有機Ｅ
Ｌ素子を作製することができた。また、素子寿命も有機ＥＬ素子（１）（従来例１）に比
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べて２０％、電流効率では１０％程度向上した有機ＥＬ素子を作製することができた。
【００５６】
また、有機ＥＬ素子（１）（従来例１）と有機ＥＬ素子（３）（実施例１）とで、電流の
立ち上がりを比較するために、Ｉ－Ｖ特性試験を行った。このときの測定結果を示すグラ
フを図５に示す。図５に示すように、有機ＥＬ素子（３）（実施例１）の電流密度（ｍＡ
／ｃｍ２）の立ち上がりは、有機ＥＬ素子（１）（従来例１）の電流密度（ｍＡ／ｃｍ２

）の立ち上がりよりも低い電圧（Ｖ）で起こっており、このことから、有機ＥＬ素子（３
）（実施例１）の方が電荷（正孔）の注入がされやすいことがわかる。
【００５７】
（実施例２）
本実施例で作製される有機ＥＬパネルは、図２に示すように、基板１側からＩＴＯ２／Ｍ
ｏＯ３層６／ＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂ／ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ層５ａ
／発光層４／陰極３の順に積層された有機ＥＬ素子を備える構成となっている。すなわち
、本実施例で作製される有機ＥＬ素子の構造は、実施例１で作製される有機ＥＬ素子が有
するＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂの上に、更に、単独のＰＥＤＯＴ－Ｐ
ＳＳ層５ａが設けられた構成となっている。ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ層５ａの塗布条件は実施
例１でのＰＥＤＯＴ－ＰＳＳの塗布条件と同様である。本実施例で作製した有機ＥＬ素子
（４）（図２）と、正孔輸送層として金属酸化物を含有しないＰＥＤＯＴ－ＰＳＳを用い
た有機ＥＬ素子（１）（従来例１；図６）と、正孔輸送層の代わりに金属酸化物層を形成
した有機ＥＬ素子（２）（従来例２；図７）とで、素子寿命、リーク電流及び電流効率の
それぞれの特性について比較した結果、下記表２のとおりとなった。なお、表中の数値は
、有機ＥＬ素子（１）を１００％としたときのそれぞれの特性値を示す。また、それぞれ
の特性値は、素子寿命は発光時間（ｈ）、リーク電流はその電流量（Ａ）、電流効率は輝
度と印加電圧との比の計測結果で比較している。
【００５８】
【表２】

【００５９】
本実施例によれば、リーク電流が実施例１の有機ＥＬ素子に比べて半分程度に低減された
有機ＥＬ素子を作製することができた。また、素子寿命も実施例１の有機ＥＬ素子に比べ
て１０％程度向上された有機ＥＬ素子を作製することができた。
【００６０】
（実施例３）
本実施例で作製される有機ＥＬパネルは、図３に示すように、基板１側からＩＴＯ２／Ｍ
ｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂ／発光層４／陰極３の順に積層された有機Ｅ
Ｌ素子を備える構成となっている。すなわち、本実施例で作製される有機ＥＬ素子の構造
は、実施例１で作製される有機ＥＬ素子と異なり、単独のＭｏＯ３層が設けられておらず
、ＩＴＯ２上に、ＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂが形成されている。実施
例１ではＭｏＯ３層を形成する際に、膜厚を５０ｎｍに設定したが、このとき膜厚を２０
ｎｍにすることで、ＭｏＯ３層はＰＥＤＯＴ－ＰＳＳにすべて溶解する。こうしてＭｏＯ

３層を有さない素子構造を得ることができる。
【００６１】
本実施例で作製した有機ＥＬ素子（５）（図３）と、正孔輸送層として金属酸化物を含有
しないＰＥＤＯＴ－ＰＳＳを用いた有機ＥＬ素子（１）（従来例１；図６）と、正孔輸送
層の代わりに金属酸化物層を形成した有機ＥＬ素子（２）（従来例２；図７）とで、素子
寿命、リーク電流及び電流効率のそれぞれの特性について比較した結果、下記表３のとお
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りとなった。なお、表中の数値は、正孔輸送層として有機ＥＬ素子（１）を１００％とし
たときのそれぞれの特性値を示す。また、それぞれの特性値は、素子寿命は発光時間（ｈ
）、リーク電流はその電流量（Ａ）、電流効率は輝度と印加電圧との比の計測結果で比較
している。
【００６２】
【表３】

【００６３】
本実施例ではリーク電流を実施例２の有機ＥＬ素子（４）に比べて１０％程度、有機ＥＬ
素子（１）と同等程度にまで低減することが可能となった。また、電流効率は実施例１の
有機ＥＬ素子（３）や実施例２の有機ＥＬ素子（４）と同等であるものの、素子寿命では
有機ＥＬ素子（３）と比べて２０％程度、有機ＥＬ素子（１）に比べて６０％程度向上さ
せることに成功した。以上のことから、本実施例によれば、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ及び金属
酸化物のそれぞれの長所を併せ持つ、優れた有機ＥＬ素子を作製することができる。
【００６４】
（実施例４）
本実施例で作製される有機ＥＬパネルは、図４に示すように、基板１側からＩＴＯ２／Ｍ
ｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂ／ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ層５ａ／発光層４／陰
極３の順に積層された有機ＥＬ素子を備える構成となっている。すなわち、本実施例で作
製される有機ＥＬ素子の構造は、実施例３で作製される有機ＥＬ素子が備えるＭｏＯ３と
ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合層５ｂの上に、更に、単独のＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ層５ａが設
けられた構成となっている。一方、実施例１で作製される有機ＥＬ素子と異なり、単独の
ＭｏＯ３層が設けられておらず、ＩＴＯ２上に、ＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの混合
層５ｂが形成されている。ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳの塗布条件は、実施例１でのＰＥＤＯＴ－
ＰＳＳ塗布条件と同様である。本実施例で作製した有機ＥＬ素子（６）（図４）と、正孔
輸送層として金属酸化物を含有しないＰＥＤＯＴ－ＰＳＳを用いた有機ＥＬ素子（１）（
従来例１；図６）と、正孔輸送層の代わりに金属酸化物層を形成した有機ＥＬ素子（２）
（従来例２；図７）とで、素子寿命、リーク電流及び電流効率のそれぞれの特性について
比較した結果、下記表４のとおりとなった。なお、表中の数値は、有機ＥＬ素子（１）を
１００％としたときのそれぞれの特性値を示す。また、それぞれの特性値は、素子寿命は
発光時間（ｈ）、リーク電流はその電流量（Ａ）、電流効率は輝度と印加電圧との比の計
測結果で比較している。
【００６５】

【表４】

【００６６】
本実施例ではリーク電流を実施例３の有機ＥＬ素子（５）や有機ＥＬ素子（１）と同等程
度にまで低減することが可能となった。また、電流効率は有機ＥＬ素子（４）～（６）と
同等であるものの、素子寿命では有機ＥＬ素子（５）と比べて１０％程度、有機ＥＬ素子
（１）に比べて７０％程度向上することに成功した。以上のことから、本実施例によれば
、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ及び金属酸化物のそれぞれの長所を併せ持つ、優れた有機ＥＬ素子
を作製することができる。
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【００６７】
（実施例５）
実施例５は、本発明の第二の有機ＥＬパネルの製造方法に関するものであり、実施例１～
４の有機ＥＬパネルの製造方法の別例である。実施例１～４では、ＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ
－ＰＳＳとの混合層５ｂを形成する工程として、ＭｏＯ３膜の上からＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ
を塗布するというプロセスを用いたが、本実施例ではＭｏＯ３とＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとの
混合溶液を塗布するというプロセスを用いる。ここでは一例として、実施例３で作製され
る有機ＥＬ素子を本実施例で作製する場合を示す。
【００６８】
まず、ダミー基板（調製用基板）にＭｏＯ３を実施例１のＭｏＯ３層の蒸着条件と同様の
条件で成膜する。成膜したＭｏＯ３層をＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ又は水に溶かして、この溶液
をビンに集める。このとき溶液中のＭｏＯ３濃度はおよそ０．１ｇ／ｍｌである。その溶
液をスピンコート法によって薄膜化すると、金属酸化物層中には、酸素原子が欠損してい
る、又は、過剰に含まれた状態となる。これにより、ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとＭｏＯ３との
混合層５ｂが形成され、この構造は実施例３と同様の構造をとることになる。こうして作
製された有機ＥＬ素子は、プロセスこそ異なるものの、Ｉ－Ｖ特性や素子寿命は、実施例
３で作製した有機ＥＬ素子の特性と同等となった。
【００６９】
また、このＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとＭｏＯ３との混合層５ｂの上からＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ層
５ａを塗布し、成膜すると、その構造は実施例４と同様の構造となる。この有機ＥＬ素子
もプロセスこそ異なるものの、Ｉ－Ｖ特性や素子寿命は実施例４で示したものと同等の特
性を示した。
【００７０】
これら２つのプロセスの利点は、オールウェットプロセスで素子を作製できるということ
にある。金属酸化物を成膜するとき、通常は真空蒸着法やスパッタ法を用いるため、ウェ
ットプロセスでは成膜できない。しかし、本製造方法を用いることによって、オールウェ
ットプロセスでの素子作製が可能となる。
【００７１】
このダミー基板を用いる方法は、当然実施例１及び２にも利用できる。ただし、この場合
はオールウェットプロセスでの作製はできない。まず、ＭｏＯ３層６を真空蒸着法によっ
て成膜し、その上からＰＥＤＯＴ－ＰＳＳとＭｏＯ３との混合液５ｂを塗布し、スピンコ
ート法によって薄膜化する。こうすることによって実施例１と同様の構造をとることがで
きる。また、この上からＰＥＤＯＴ－ＰＳＳを塗布することによって実施例２と同様の構
造となる。
【００７２】
この場合も、実施例３及び４と同様に、作製した有機ＥＬ素子はプロセスこそ異なるもの
の、Ｉ－Ｖ特性や素子寿命は実施例１及び２で示した有機ＥＬ素子とそれぞれ同等の特性
を示した。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施例１又は５で製造される有機ＥＬ素子を示す断面模式図である。
【図２】本発明の実施例２又は５で製造される有機ＥＬ素子を示す断面模式図である。
【図３】本発明の実施例３又は５で製造される有機ＥＬ素子を示す断面模式図である。
【図４】本発明の実施例４又は５で製造される有機ＥＬ素子を示す断面模式図である。
【図５】実施例１の有機ＥＬ素子と従来例１の有機ＥＬ素子とを比較したＩ－Ｖ特性試験
の測定結果を示すグラフである。
【図６】従来例１の有機ＥＬ素子を示す断面模式図である。
【図７】従来例２の有機ＥＬ素子を示す断面模式図である。
【符号の説明】
【００７４】
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１：基板
２：陽極（ＩＴＯ）
３：陰極
４：発光層
５ａ：正孔輸送層（正孔輸送材料（ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ）のみ）
５ｂ：正孔輸送層（金属酸化物（ＭｏＯ３）と正孔輸送材料（ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ）との
混合層）
６：金属酸化物層（ＭｏＯ３）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】



(16) JP 2008-226464 A 2008.9.25

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  CC21  CC29  CC45  DD72  DD73  DD84  DD87  FF14 
　　　　 　　        FF17  GG04  GG06  GG28 



专利名称(译) 制造有机电致发光面板的方法

公开(公告)号 JP2008226464A 公开(公告)日 2008-09-25

申请号 JP2007058265 申请日 2007-03-08

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普公司

[标]发明人 大西康之
内田秀樹

发明人 大西 康之
内田 秀樹

IPC分类号 H05B33/10 H01L51/50

FI分类号 H05B33/10 H05B33/14.A

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC29 3K107/CC45 3K107/DD72 3K107/DD73 3K107
/DD84 3K107/DD87 3K107/FF14 3K107/FF17 3K107/GG04 3K107/GG06 3K107/GG28

代理人(译) 玉井 敬宪
Juhei洗入

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种容易制造具有优良形状的有机EL板的方法，以
实现有机EL板的使用寿命的改善和漏电流的减少。解决方案：这种有机
电致发光面板的制造方法包括：（1）以下工艺：具有正电极的有机电致
发光元件，含有金属氧化物的空穴传输层，发光层和负电极在基板上的
有机电致发光元件的制造方法：形成金属氧化物层的薄膜;通过在金属氧
化物层上涂覆空穴传输材料溶液，通过溶解至少一部分金属氧化物层，
形成含有金属氧化物的空穴传输层，或者（2）通过以下方法形成空穴传
输层的膜应用含有金属氧化物的空穴传输材料溶液。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/dd2caf7f-8b1d-4225-a0ff-7694a59d8ae2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039844855/publication/JP2008226464A?q=JP2008226464A

